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第 1 9 卷 第 1 期 王 涛 激光对陶瓷层的釉化处理
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对两种试样的激光参数进行了优化 (见图 1 )
,

调整一定的激光功率密度 f1J 相互作用时 }i
一

小

了
了

上兴光的快速熔凝可得7l] 光沿的陶瓷表而 (见图 Za )
。

其致密度高
,

表面微观结构细致均匀
.
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较等离子喷涂陶瓷层裂纹及气孔 数大 童减

少
。

当单位面积注入能量较少时
.

陶瓷表面部

分融化
,

陶 瓷内部出现大量平行于表面的裂

纹层
,

陶瓷分层
,

极 易起皮 ; 而单位面积注入

能量过大时
,

荃体材料部分溶化
,

金属泛起
,

陶瓷层 内出现陶瓷金属反 合相
,

陶瓷表面发

黑
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陶瓷层的最佳激光单位面积注入能童较 Zr o
:
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要川应高些
。

激光重熔后陶瓷层断面见图 2b
,

陶瓷及过渡层缺陷比热 l]a 涂的大大降低
,

陶瓷层
‘

}
“

没有

明 显的柱状品及生长方 向
,

究其原因
: (l) 样品较小

,

底座和保护聚热达镜所 吹的保护气带走

了大量的热 ; (2) 激光光班作用区域较小
,
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以上两点使传热方向不是仅垂
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直于基体表面
,

其方向性较 为及杂
.

所以 阳瓷 {
、

日

表现出混乱的品体生长
,

陶瓷中的气孔主要是产

生于原来喷涂的试洋中存在有大童的气孔
,

在重

熔过程中大部分气孔跑出表层而飞了余有少里的

气孔
,

此外
,

某些可蒸发的化学杂质在高混下产

生气孔而未及时排出
。

】司时我们看到山于氧 化
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合金 f1I 丛体的传

热系数热膨」」长系数相差较大
,

在冷却过程中产生

剪切力
,

造成界面处的裂纹甚至发展到表而形成

龟裂
,

这是裔要进一步克服的
。


